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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　描画対象面上を相対移動する描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面上の描画ブ
ロックへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成されてメモリ
に一旦記憶された後、描画エンジンに順次供給される描画装置であって、
　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
および描画処理を、前記描画データの生産開始よりも遅延して開始させる描画開始指示デ
ータを演算する演算手段を備えることを特徴とする描画装置。
【請求項２】
　前記描画データと、前記演算手段で予め演算された前記描画開始指示データと、を少な
くとも含む統合データを生成する統合データ生成手段をさらに備え、
　前記統合データを用いて所望の描画処理を実行する請求項１に記載の描画装置。
【請求項３】
　前記演算手段は、
　各前記描画データに対して、前記設計データに基づいて当該描画データを生成してから
前記描画エンジンに供給するまでの一連の演算処理を実行し、各前記描画データの生成開
始時および当該描画データの前記描画エンジンへの供給完了時を計測し予測する計測手段
と、
　各前記描画データについて予測された前記生成開始時および前記供給完了時と、当該描
画データに対応する前記描画ブロックの前記描画対象面上の位置と、の関係をグラフ上に
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表したデータ発生プロファイルを作成する第１の作成手段と、
　前記描画ヘッドの前記描画対象面に対する相対速度を用いて、前記描画対象面に対する
前記描画ヘッドの座標の時間変化を表した描画速度直線を前記グラフ上に作成する第２の
作成手段と、
　前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比較し、どの前記描画ヘッドの座
標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点が前記描画速度直線上の各点よ
りも時間的に先行することになるような前記描画速度直線の起点を計算し、この起点を前
記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する確定手段と、
を備える請求項１または２に記載の描画装置。
【請求項４】
　前記データ発生プロファイルは、前記グラフ上において、
　前記描画データの前記生成開始時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の開始座標と、で決定される始点と、
　当該描画データの前記供給完了時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の終了座標と、で決定される終点と、
を各前記描画データについて結線して得られる請求項３に記載の描画装置。
【請求項５】
　前記確定手段は、
　前記描画速度直線と前記グラフの第１の軸とのなす角を計算する第１の計算手段と、
　前記データ発生プロファイルを前記角を回転角として前記第１の軸の方向に回転移動す
る第２の計算手段と、
　前記の回転移動をしたデータ発生プロファイルの前記第１の軸とは異なる第２の軸方向
の座標が最大となる最大座標値を計算する第３の計算手段と、
　前記最大座標値が正であるか否かを判定する第４の計算手段と、
　該第４の計算手段で正であると判定されたとき、前記描画速度直線を、少なくとも当該
最大座標値の大きさだけ前記第２の軸の正の方向に平行移動する第５の計算手段と、
　前記の平行移動をした前記描画速度直線と前記第２の軸との交点を計算し、該交点の前
記第２の軸上の座標を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する
第６の計算手段と、
を有する請求項３または４に記載の描画装置。
【請求項６】
　前記メモリの前記描画データの蓄積量が所定値より大きいか否かを判定する判定手段と
、
　該判定手段が前記所定値よりも大きいと判定したとき、当該描画データの前記供給完了
後のさらなる前記描画データの生成を一時休止する休止手段と、
をさらに備える請求項４に記載の描画装置。
【請求項７】
　前記データ発生プロファイルは、前記描画ヘッドの相対移動の方向に直交する方向に複
数並んだ描画ヘッドにそれぞれ対応する前記相対移動の方向の描画ブロック群毎に生成さ
れ、
　前記確定手段は、複数の前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比較し、
どの前記描画ヘッドの座標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点が前記
描画速度直線上の各点よりも時間的に先行することになるような前記描画速度直線の起点
を計算し、この起点を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する
請求項３～６のいずれか一項に記載の描画装置。
【請求項８】
　描画対象面上を相対移動する描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面上の描画ブ
ロックへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成されてメモリ
に一旦記憶された後、描画エンジンに順次供給される描画装置であって、
　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
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および描画処理の開始を、前記描画データの生産開始よりも遅延させる遅延手段を備える
ことを特徴とする描画装置。
【請求項９】
　描画対象面上を相対移動する描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面上の描画ブ
ロックへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成されてメモリ
に一旦記憶された後、描画エンジンに順次供給される描画装置であって、
　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
および描画処理の開始前に生産すべき前記描画データのデータ量を確定する確定手段を備
えることを特徴とする描画装置。
【請求項１０】
　描画対象面上を相対移動する描画装置の描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面
上の描画ブロックへの描画処理のために、メモリに一旦記憶された後に描画装置の描画エ
ンジンに順次供給される描画データを、設計データに基づいて生成する描画データ生成装
置であって、
　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
および描画処理を、前記描画データの生産開始よりも遅延して開始させる描画開始指示デ
ータを演算する演算手段と、
を備えることを特徴とする描画データ生成装置。
【請求項１１】
　前記描画データと、前記演算手段で予め演算された前記描画開始指示データと、を少な
くとも含む統合データを生成する統合データ生成手段をさらに備える請求項１０に記載の
描画データ生成装置。
【請求項１２】
　前記演算手段は、
　各前記描画データに対して、前記設計データに基づいて当該描画データを生成してから
前記描画エンジンに供給するまでの一連の演算処理を実行し、各前記描画データの生成開
始時および当該描画データの前記描画エンジンへの供給完了時を計測し予測する計測手段
と、
　各前記描画データについて予測された前記生成開始時および前記供給完了時と、当該描
画データに対応する前記描画ブロックの前記描画対象面上の位置と、の関係を、グラフ上
に示したデータ発生プロファイルを作成する第１の作成手段と、
　前記描画ヘッドの前記描画対象面に対する相対速度を用いて、前記描画対象面に対する
前記描画ヘッドの座標の時間変化を示した描画速度直線を前記グラフ上に作成する第２の
作成手段と、
　前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比較し、どの前記描画ヘッドの座
標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点が前記描画速度直線上の各点よ
りも時間的に先行することになるような前記描画速度直線の起点を計算し、この起点を前
記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する確定手段と、
を備える請求項１０または１１に記載の描画データ生成装置。
【請求項１３】
　前記データ発生プロファイルは、前記グラフ上において、
　前記描画データの前記生成開始時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の開始座標と、で決定される始点と、
　当該描画データの前記供給完了時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の終了座標と、で決定される終点と、
を各前記描画データについて結線して得られる請求項１２に記載の描画データ生成装置。
【請求項１４】
　前記確定手段は、
　前記描画速度直線と前記グラフの第１の軸とのなす角を計算する第１の計算手段と、
　前記データ発生プロファイルを前記角を回転角として前記第１の軸の方向に回転移動す
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る第２の計算手段と、
　前記の回転移動をしたデータ発生プロファイルの前記第１の軸とは異なる第２の軸方向
の座標が最大となる最大座標値を計算する第３の計算手段と、
　前記最大座標値が正であるか否かを判定する第４の計算手段と、
　該第４の計算手段で正であると判定されたとき、前記描画速度直線を、少なくとも当該
最大座標値の大きさだけ前記第２の軸の正の方向に平行移動する第５の計算手段と、
　前記の平行移動をした前記描画速度直線と前記第２の軸との交点を計算し、該交点の前
記第２の軸上の座標を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する
第６の計算手段と、
を有する請求項１２または１３に記載の描画データ生成装置。
【請求項１５】
　前記データ発生プロファイルは、前記描画ヘッドの相対移動の方向に直交する方向に複
数並んだ描画ヘッドにそれぞれ対応する前記相対移動の方向の描画ブロック群毎に生成さ
れ、
　前記確定手段は、複数の前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比較し、
どの前記描画ヘッドの座標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点が前記
描画速度直線上の各点よりも時間的に先行することになるような前記描画速度直線の起点
を計算し、この起点を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する
請求項１２～１４のいずれか一項に記載の描画データ生成装置。
【請求項１６】
　描画対象面上を相対移動する描画装置の描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面
上の描画ブロックへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成さ
れてメモリに一旦記憶された後、前記描画装置の描画エンジンに順次供給される描画方法
であって、
　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
および描画処理を、前記描画データの生産開始よりも遅延して開始させる描画開始指示デ
ータを演算する演算ステップを備えることを特徴とする描画方法。
【請求項１７】
　前記描画データと、前記演算ステップで予め演算された前記描画開始指示データと、を
少なくとも含む統合データを生成する統合データ生成ステップをさらに備え、
　前記描画装置は、前記統合データを用いて所望の描画処理を実行する請求項１６に記載
の描画方法。
【請求項１８】
　前記演算ステップは、
　各前記描画データに対して、前記設計データに基づいて当該描画データを生成してから
前記描画エンジンに供給するまでの一連の演算処理を実行し、各前記描画データの生成開
始時および当該描画データの前記描画エンジンへの供給完了時を計測し予測する計測ステ
ップと、
　各前記描画データについて予測された前記生成開始時および前記供給完了時と、当該描
画データに対応する前記描画ブロックの前記描画対象面上の位置と、の関係をグラフ上に
表したデータ発生プロファイルを作成する第１の作成ステップと、
　前記描画ヘッドの前記描画対象面に対する相対速度を用いて、前記描画対象面に対する
前記描画ヘッドの座標の時間変化を表した描画速度直線を前記グラフ上に作成する第２の
作成ステップと、
　前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比較し、どの前記描画ヘッドの座
標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点が前記描画速度直線上の各点よ
りも時間的に先行することになるような前記描画速度直線の起点を計算し、この起点を前
記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する確定ステップと、
を備える請求項１６または１７に記載の描画方法。
【請求項１９】
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　前記データ発生プロファイルは、前記グラフ上において、
　前記描画データの前記生成開始時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の開始座標と、で決定される始点と、
　当該描画データの前記供給完了時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の終了座標と、で決定される終点と、
を各前記描画データについて結線して得られる請求項１８に記載の描画方法。
【請求項２０】
　前記確定ステップは、
　前記描画速度直線と前記グラフの第１の軸とのなす角を計算する第１の計算ステップと
、
　前記データ発生プロファイルを前記角を回転角として前記第１の軸の方向に回転移動す
る第２の計算ステップと、
　前記の回転移動をしたデータ発生プロファイルの前記第１の軸とは異なる第２の軸方向
の座標が最大となる最大座標値を計算する第３の計算ステップと、
　前記最大座標値が正であるか否かを判定する第４の計算ステップと、
　該第４の計算ステップにおいて正であると判定されたとき、前記描画速度直線を、少な
くとも当該最大座標値の大きさだけ前記第２の軸の正の方向に平行移動する第５の計算ス
テップと、
　前記の平行移動をした前記描画速度直線と前記第２の軸との交点を計算し、該交点の前
記第２の軸上の座標を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する
第６の計算ステップと、
を有する請求項１８または１９に記載の描画方法。
【請求項２１】
　前記メモリの前記描画データの蓄積量が所定値より大きいか否かを判定する判定ステッ
プと、
　該判定ステップにおいて前記所定値よりも大きいと判定されたとき、当該描画データの
前記供給完了後のさらなる前記描画データの生成を一時休止する休止ステップと、
をさらに備える請求項１９に記載の描画方法。
【請求項２２】
　前記データ発生プロファイルは、前記描画ヘッドの相対移動の方向に直交する方向に複
数並んだ描画ヘッドにそれぞれ対応する前記相対移動の方向の描画ブロック群毎に生成さ
れ、
　前記確定ステップでは、複数の前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比
較し、どの前記描画ヘッドの座標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点
が前記描画速度直線上の各点よりも時間的に先行することになるような前記描画速度直線
の起点を計算し、この起点を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確
定する請求項１８～２１のいずれか一項に記載の描画方法。
【請求項２３】
　描画対象面上を相対移動する描画装置の描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面
上の描画ブロックへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成さ
れてメモリに一旦記憶された後、前記描画装置の描画エンジンに順次供給される描画方法
であって、
　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
および描画処理の開始を、前記描画データの生産開始よりも遅延させることを特徴とする
描画方法。
【請求項２４】
　描画対象面上を相対移動する描画装置の描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面
上の描画ブロックへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成さ
れてメモリに一旦記憶された後、前記描画装置の描画エンジンに順次供給される描画方法
であって、
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　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
および描画処理の開始前に生産すべき前記描画データのデータ量を確定することを特徴と
する描画方法。
【請求項２５】
　描画対象面上を相対移動する描画装置の描画ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面
上の描画ブロックへの描画処理のために、メモリに一旦記憶された後に描画装置の描画エ
ンジンに順次供給される描画データを、設計データに基づいて生成する描画データ生成方
法であって、
　前記メモリに少なくとも前記描画データが蓄積されるよう、前記描画ヘッドの相対移動
および描画処理を、前記描画データの生産開始よりも遅延して開始させる描画開始指示デ
ータを演算する演算ステップと、
を備えることを特徴とする描画データ生成方法。
【請求項２６】
　前記描画データと、前記演算ステップにおいて予め演算された前記描画開始指示データ
と、を少なくとも含む統合データを生成する統合データ生成ステップをさらに備える請求
項２５に記載の描画データ生成方法。
【請求項２７】
　前記演算ステップは、
　各前記描画データに対して、前記設計データに基づいて当該描画データを生成してから
前記描画エンジンに供給するまでの一連の演算処理を実行し、各前記描画データの生成開
始時および当該描画データの前記描画エンジンへの供給完了時を計測し予測する計測ステ
ップと、
　各前記描画データについて予測された前記生成開始時および前記供給完了時と、当該描
画データに対応する前記描画ブロックの前記描画対象面上の位置と、の関係を、グラフ上
に示したデータ発生プロファイルを作成する第１の作成ステップと、
　前記描画ヘッドの前記描画対象面に対する相対速度を用いて、前記描画対象面に対する
前記描画ヘッドの座標の時間変化を示した描画速度直線を前記グラフ上に作成する第２の
作成ステップと、
　前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比較し、どの前記描画ヘッドの座
標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点が前記描画速度直線上の各点よ
りも時間的に先行することになるような前記描画速度直線の起点を計算し、この起点を前
記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する確定ステップと、
を備える請求項２５または２６に記載の描画データ生成方法。
【請求項２８】
　前記データ発生プロファイルは、前記グラフ上において、
　前記描画データの前記生成開始時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の開始座標と、で決定される始点と、
　当該描画データの前記供給完了時と、当該描画データに対応する前記描画ブロックの前
記相対移動方向の終了座標と、で決定される終点と、
を各前記描画データについて結線して得られる請求項２７に記載の描画データ生成方法。
【請求項２９】
　前記確定ステップは、
　前記描画速度直線と前記グラフの第１の軸とのなす角を計算する第１の計算ステップと
、
　前記データ発生プロファイルを前記角を回転角として前記第１の軸の方向に回転移動す
る第２の計算ステップと、
　前記の回転移動をしたデータ発生プロファイルの前記第１の軸とは異なる第２の軸方向
の座標が最大となる最大座標値を計算する第３の計算ステップと、
　前記最大座標値が正であるか否かを判定する第４の計算ステップと、
　該第４の計算ステップにおいて正であると判定されたとき、前記描画速度直線を、少な
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くとも当該最大座標値の大きさだけ前記第２の軸の正の方向に平行移動する第５の計算ス
テップと、
　前記の平行移動をした前記描画速度直線と前記第２の軸との交点を計算し、該交点の前
記第２の軸上の座標を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する
第６の計算ステップと、
を有する請求項２７または２８に記載の描画データ生成方法。
【請求項３０】
　前記データ発生プロファイルは、前記描画ヘッドの相対移動の方向に直交する方向に複
数並んだ描画ヘッドにそれぞれ対応する前記相対移動の方向の描画ブロック群毎に生成さ
れ、
　前記確定ステップでは、複数の前記データ発生プロファイルと前記描画速度直線とを比
較し、どの前記描画ヘッドの座標位置においても、前記データ発生プロファイル上の各点
が前記描画速度直線上の各点よりも時間的に先行することになるような前記描画速度直線
の起点を計算し、この起点を前記描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確
定する請求項２７～２９のいずれか一項に記載の描画データ生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、描画対象面上を相対移動する描画ヘッドが一度に描画可能な描画対象面上の
描画ブロックへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成されて
メモリに一旦記憶された後、描画エンジンに順次供給される描画装置、およびこの描画装
置のための描画データ生成装置、ならびに、描画対象面上を相対移動する描画装置の描画
ヘッドが一度に描画可能な前記描画対象面上の描画ブロックへの描画処理に必要な描画デ
ータが、設計データに基づいて順次生成されてメモリに一旦記憶された後、前記描画装置
の描画エンジンに順次供給される描画方法、およびこのときの描画データ生成方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　配線基板の配線は、一般的には、配線パターンに関する設計データに基づいて基板を露
光し、現像することで所望のパターンを基板上に焼き付け、そしてエッチングを施すこと
で形成される。この露光処理には、通常、フォトマスクが用いられる。
【０００３】
　しかしながら、フォトマスクを使った露光処理では、ステージ上の基板とフォトマスク
とを相対的に移動させて機械的にアライメントを行うため精度が悪い。また、露光処理は
物理的および化学的パラメータの影響を強く受けるので、描画データどおりの露光後基板
を必ず得ることができるとは限らない。例えば基板の周囲温度や基板にかかる機械的スト
レスなどにより、基板そのものに伸縮や歪みなどが発生するので、このような伸縮や歪み
を見込んで、レイアウトの異なるフォトマスクを何回か作り直し、所望のパターンが得ら
れるよう実験的に合わせこむ必要がある。また、量産開始前には、露光量、露光速度、光
源の焦点などの露光条件の最適値を得るために、「条件出し」と称される実験を繰り返し
行い、最適な露光条件を策定する必要がある。フォトマスクを使った露光処理は、基板の
量産時はもちろん、何度も実験が繰り返される試作段階においてもフォトマスクが必要と
なるため、マスク作成にコストがかかり、非常に非経済的である。
【０００４】
　上述のような問題に対処するため、近年、フォトマスクを使用しない直接描画によるパ
ターニング方法が提案されている。直接描画によるパターニング方法によれば、上述した
基板の伸縮、歪み、ずれなどに対処するための補正を、描画データの生成の段階で予め行
うことができ、あるいはリアルタイムで行うことができ、製造精度の向上、歩留まりの向
上、納期の短縮、製造コストの低減などにおいて改善がもたらされる。
【０００５】
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　直接描画によるパターニング方法には、ディジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）
もしくは電子ビーム露光機などを用いて露光パターンを直接露光処理により形成する方法
や、インク吐出ヘッドを有するインクジェットパターニング装置を用いて配線パターンを
直接形成する方法や、エッチングのためのレジストパターンを直接形成する方法などがあ
る。このうち、ＤＭＤを用いた直接露光によるパターニング方法の一般的な従来例として
、基板上に形成したレジストを露光するにあたり、露光すべきパターンに対応したパター
ンデータを作成し、このパターンデータをディジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）
に入力し、その複数の各微小ミラーをパターンデータに応じて傾動させ、このＤＭＤに光
を投射してその各微小ミラーからの反射光をレジストに照射してパターンデータに対応し
た形状に露光させる技術がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　図９は、直接描画システムを概略的に示す図である。
【０００７】
　直接描画システム１００は、描画装置１０１と、描画装置１０１に接続されるコンピュ
ータ１０２とを備える。コンピュータ１０２は、描画データを描画装置１０１に供給し、
描画装置１０１を制御する。描画装置１０１は、描画対象基板１５１を載せる支持台１１
０と、描画対象基板１５１上方を図中矢印の方向に相対移動する描画手段１１１とを備え
る。描画手段１１１は、描画対象基板１５１の基板面上の描画すべき領域が割り当てられ
てそれぞれが並列に描画処理を実行する複数の描画ヘッド（描画エンジン）（図示せず）
を備える。なお、描画手段１１１は、マスクレス露光装置である場合は、描画ヘッドは露
光ヘッドであり、インクジェットパターニング装置である場合は、描画ヘッドはインク吐
出ヘッドである。
【０００８】
　図１０は直接描画装置の動作原理を示す図であり、図１１は直接描画装置のデータ処理
フローを示すフローチャートである。
【０００９】
　描画対象基板１５１上を相対移動する描画手段１１１は、描画対象基板１５１の相対移
動の方向に直交する方向に、複数の描画ヘッド＃１～＃Ｎ（参照符号３０）（ただし、Ｎ
は自然数）を備える。
【００１０】
　描画対象基板１５１は、「ストリップ＃１～＃Ｎ」（参照符号３２）と称されるＮ個の
領域に空間的に分割される。各描画ヘッド＃１～＃Ｎ（参照符号３０）は、描画対象基板
１５１に対して速度Ｖｅｘで相対移動する間に、それぞれ対応するストリップ＃１～＃Ｎ
（参照符号３２）上に描画する。ここで、描画対象基板１５１の相対移動方向の長さ、す
なわちストリップ＃１～＃Ｎ（参照符号３２）の長さをＬ（以下、「ストリップ長」と称
する。）とする。
【００１１】
　描画ヘッド＃１～＃Ｎ（参照符号３０）が一度に描画可能な領域は限られており、描画
対象基板１５１の相対移動方向について言えばストリップ長Ｌに比べて短い長さである。
したがって、各ストリップ＃１～＃Ｎ（参照符号３２）は、それぞれＭ個（ただし、Ｍは
自然数）の「描画ブロック（ｉ，ｊ）（ただし、１≦ｉ≦Ｎ、１≦ｊ≦Ｍ、以下、短に「
ブロック」とも称する。）」（参照符号３３）に空間的に分割され、該ブロック（ｉ，ｊ
）毎に描画される。ここで、ブロック（ｉ，ｊ）の相対移動方向の長さをΔＹとする。し
たがって、ストリップ長Ｌとブロック（ｉ，ｊ）の相対移動方向の長さΔＹとの間には、
Ｌ＝Ｍ×ΔＹの関係が成り立つ。なお、描画対象基板１５１の相対移動方向と直交する方
向のブロック（ｉ，ｊ）の長さは、ストリップ＃１～＃Ｎ（参照符号３２）の各幅と等し
い。
【００１２】
　描画データは、典型的にはビットマップデータである。ビットマップデータは、非常に
大きなデータ容量を有するので、描画処理実行前に予め生成して保存しておくことは、大
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量のメモリ資源を必要とするので好ましくない。そこで、メモリ資源の節約のため、各描
画ヘッド＃１～＃Ｎ（参照符号３０）のために、ビットマップ形式の描画データは、設計
データに基づいて、描画処理中リアルタイムに、描画ヘッド毎に割り当てられるように空
間的に分割して生成され、一旦メモリに記憶された後、対応する描画ヘッド＃１～＃Ｎ（
参照符号３０）に順次供給される。描画ヘッド＃１～＃Ｎ（参照符号３０）は、供給され
てきたビットマップデータ形式の描画データに基づいて描画処理を実行する。
【００１３】
　図１１に示すように、まず、設計データ５１は第１のデータ変換処理Ｓ１０１を経て中
間データ５２に変換される。中間データ５２は、ＣＡＤデータからなる設計データ５１を
、ビットマップデータを生成し易い状態に処理したものである。なお、中間データ５２の
大きさは、後述するビットマップデータに比べてデータ容量は小さいので、第１のデータ
変換処理Ｓ１０１は描画処理中にリアルタイムに実行されなくてもよく、予め中間データ
５２を生成しておいてメモリに記憶しておけばよい。
【００１４】
　ステップＳ１０２で、１描画ブロック分の中間データが読み込まれる。次いで、読み込
まれた当該描画ブロックの中間データについて、アライメント・補正処理Ｓ１０３が実行
され、ステップＳ１０４においてビットマップデータ５３が生成され、メモリに一旦記憶
される。ビットマップデータ５３は、ステップＳ１０５において、対応する描画ヘッドに
供給される。ここで、上記Ｓ１０２～Ｓ１０５のリアルタイム処理をまとめて「第２のデ
ータ変換処理」と称する。描画ヘッドは第２のデータ変換処理を経て供給された描画ブロ
ック毎のビットマップデータ５３を用いて描画処理を実行する。描画ヘッドの１つの描画
ブロックへの描画処理が完了すると、ステップＳ１０２へ戻り、次の描画ブロックのため
のビットマップデータ５３を得るための第２のデータ変換処理が実行される。
【００１５】
【特許文献１】特開平１０－１１２５７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述のように、描画処理に用いられる描画データは、ビットマップデータ形式のような
非常にデータ容量が大きいものである。このため、メモリ資源を節約するために、描画処
理中リアルタイムに、設計データに基づいて１描画ブロックごとに描画データを生成し、
対応する描画ヘッドに供給する。換言すれば、上記第２のデータ変換処理によりリアルタ
イムに「生産」された１描画ブロック毎の描画データは、対応する描画ヘッドで１描画ブ
ロック毎に一定の速度で順次「消費」されるということである。
【００１７】
　このとき、上記「消費」量が「生産」量を上回ると、描画ヘッドへ供給されるべき描画
データに欠損が生じるので、正常な描画処理が不可能となってしまう。このような問題は
、例えば図１１のアライメント・補正処理Ｓ１０３が複雑であったり、あるいは当該描画
ブロックにおける描画データの内容が特に複雑であった場合に生じやすい。
【００１８】
　この問題に対処するために、「消費」過剰となりそうな場合において、当該「消費」を
一時的に抑制もしくは停止することが考えられる。「消費」を抑制もしくは停止すること
は具体的に言えば描画対象基板１５１の描画エンジンに対する相対移動速度Ｖｅｘを変更
することに相当する。しかし、例えば描画装置がマスクレス露光装置である場合において
相対移動速度Ｖｅｘを低下させたときは、ある領域に照射される光エネルギーの累積値で
ある露光量は大きくなるので、一定の露光量を得るために露光源の光エネルギーも制御し
なければならず、安定した露光結果を得るためのシステム全体の制御が極めて複雑になり
、結果として製造コストが増大する。さらに言えば、相対移動速度Ｖｅｘを低下させるこ
とは露光速度を低下させることであり、生産性の悪化につながる。
【００１９】
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　また、上記「消費」量が「生産」量を上回ることがないよう、描画処理実行前に設計デ
ータに基づいて全ての描画データを作成して予め保存しておくことも考えられる。しなし
ながら、既に説明したように描画データは非常に大きなデータ容量を有しているのでデー
タ保存のために大量のメモリ資源を必要とし、結果として製造コストが増大する。
【００２０】
　従って本発明の目的は、上記問題に鑑み、描画処理に必要な描画データが、設計データ
に基づいて順次生成されて描画エンジンに順次供給される場合において、安定した描画処
理を効率よく実行する描画装置、この描画装置のための描画データ生成装置、描画方法、
およびこのときの描画データ生成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を実現するために、本発明においては、描画対象面上を相対移動する描画装置
の描画ヘッドが一度に描画可能な描画対象面上の描画ブロックへの描画処理に必要な描画
データが、設計データに基づいて順次生成されてメモリに一旦記憶された後、描画装置の
描画エンジンに順次供給される描画方法において、メモリに少なくとも描画データが蓄積
されるよう、描画ヘッドの相対移動および描画ヘッドの描画処理の開始前に生産すべき描
画データのデータ量を確定し、描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始を、描画デー
タの生産開始よりも遅延させる。
【００２２】
　描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始前に先行して生産すべき描画データのデー
タ量は、設計データに基づいて当該描画データを生成してから描画エンジンに供給するま
での一連の演算処理を、実際の描画処理を伴わずに演算処理的に実行することで確定する
。本明細書では、実際の描画処理を実行せずに上記一連の演算処理のみを実行してこの演
算処理に要する時間を計測し予測することを「空走（くうそう）」と称する。本発明によ
る空走は、描画基板を実際に量産する前に、予め実行されるものである。
【００２３】
　図１は、本発明の原理ブロック図である。
【００２４】
　描画対象面上を相対移動する描画ヘッドが一度に描画可能な描画対象面上の描画ブロッ
クへの描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成されてメモリに一
旦記憶された後、描画エンジンに順次供給される描画装置１は、メモリに少なくとも描画
データが蓄積されるよう、描画ヘッドの相対移動および描画処理を、描画データの生産開
始よりも遅延して開始させる描画開始指示データを演算する演算手段１０を備える。
【００２５】
　この演算手段１０は、
　各描画データに対して、設計データに基づいて当該描画データを生成してから描画エン
ジンに供給するまでの一連の演算処理を実行し、各描画データの生成開始時および当該描
画データの描画エンジンへの供給完了時を計測し予測する計測手段１１と、
　各描画データについて予測された生成開始時および供給完了時と、当該描画データに対
応する描画ブロックの描画対象面上の位置と、の関係をグラフ上に表したデータ発生プロ
ファイル２１を作成する第１の作成手段１２と、
　描画ヘッドの描画対象面に対する相対移動速度を用いて、描画対象面に対する描画ヘッ
ドの座標の時間変化を表した描画速度直線２２をグラフ上に作成する第２の作成手段１３
と、
　データ発生プロファイル２１と描画速度直線２２とを比較し、どの描画ヘッドの座標位
置においても、データ発生プロファイル２１上の各点が描画速度直線２２上の各点よりも
時間的に先行することになるような描画速度直線２２’の起点を計算し、この起点を描画
ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する確定手段１４と、
を備える。
【００２６】
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　また、本発明による描画装置１は、好ましくは、描画データと、演算手段で予め演算さ
れた描画開始指示データと、を少なくとも含む統合データを生成する統合データ生成手段
（図示せず）をさらに備え、統合データを用いて所望の描画処理を実行する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成され
てメモリに一旦記憶された後、描画エンジンに順次供給される描画装置において、メモリ
に常に描画データが蓄積されるような、描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始前に
生産すべき描画データのデータ量を予め確定しておき、描画ヘッドの相対移動および描画
処理の開始を描画データの生産開始よりも遅延させて必要最小限の描画データを備蓄しつ
つ描画処理を実行するので、安定した描画処理を効率よく実行することができる。特に、
本発明によれば、設計データに基づいて生成され、描画ヘッドに供給される前にメモリに
備蓄される描画データのデータ量を、最適値に、好ましくは必要最小限に制御することが
容易に可能であるので、メモリ資源および計算機資源を有効活用することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　図２は、本発明の実施例による描画装置の動作フローを示すフローチャートである。
【００２９】
　本実施例では、既に図１０を参照して説明したように、描画対象基板１５１上を相対移
動する描画手段１１１が、描画対象基板１５１の相対移動の方向に直交する方向に、複数
の描画ヘッド＃１～＃Ｎ（参照符号３０）を備え、描画対象基板１５１を空間的に分割し
た各ストリップ＃１～＃Ｎ（参照符号３２）上を、各ブロック（ｉ，ｊ）（参照符号３３
）毎に描画速度Ｖｅｘで描画処理を実行する場合を考える。既に説明したように、１つの
ブロック（ｉ，ｊ）（参照符号３３）を描画するために必要な描画データは、典型的には
ビットマップデータであるが、このデータは各ブロック（ｉ，ｊ）（参照符号３３）毎に
、設計データに基づいて描画処理中リアルタイムに生成され、それぞれ対応する描画ヘッ
ド＃１～＃Ｎ（参照符号３０）に順次供給される。
【００３０】
　本実施例では、描画基板を実際に量産する前に、「空走」を実行して、描画ヘッドの相
対移動および描画ヘッドの描画処理の開始前に生産すべき描画データのデータ量を、換言
すれば、描画ヘッドの相対移動および描画ヘッドの描画処理の開始時を、予め確定する。
空走中は実際の描画処理は実行されず、演算処理のみ実行される。
【００３１】
　まず、図２のステップＳ２０１において、ある描画データに対して、設計データに基づ
いて当該描画データを生成してから描画エンジンに供給するまでの一連の演算処理である
空走を実行し、当該描画データの生成開始時および当該描画データの描画エンジンへの供
給完了時を計測し予測する。
【００３２】
　ステップＳ２０２では、あるストリップ上の全ての描画ブロックについて、ステップＳ
２０１が実行されて描画データの生成開始時および描画エンジンへの供給完了時の予測が
完了したか否かが判定される。
【００３３】
　当該ストリップ上の全ての描画ブロックについての描画データの生成開始時および描画
エンジンへの供給完了時の予測が完了すると、ステップＳ２０３において、当該ストリッ
プ上の各描画データについて予測された生成開始時および供給完了時と、当該描画データ
に対応する描画ブロックの描画対象面上の位置と、の関係をグラフ上に表したデータ発生
プロファイルを作成する。
【００３４】
　図３は、本発明の実施例におけるデータ発生プロファイルの一例を説明する図である。
この図に示すグラフでは、横軸に時間軸、縦軸に描画ヘッドの相対移動方向の位置を示す
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座標軸をとるが、これ以降のグラフについても同様とする。
【００３５】
　ステップＳ２０１において当該描画データの生産開始時および供給完了時が計測され予
測されると、当該描画ブロック（ｉ，ｊ）に関して、設計データに基づいて当該描画デー
タを生成してから描画エンジンに供給するまでの一連の演算処理に要する時間ΔＴｉｊが
予測できる。当該描画データの生成開始時が予測されると、図３に示すように、当該描画
データの生成開始時と、当該描画データに対応する描画ブロックの相対移動方向の開始座
標と、で決定される始点が確定する。同様に、当該描画データの描画エンジンへの供給完
了時が予測されると、当該描画データの供給完了時と、当該描画データに対応する描画ブ
ロックの相対移動方向の終了座標と、で決定される終点が確定する。これら始点および終
点を当該ストリップ上の全ての描画ブロックについて確定し、それぞれを結線すると、図
３に示すような折れ線グラフが得られる。ここで、折れ線の線分の傾きΔＹ／ΔＴｉｊは
、当該描画ブロックに対応する描画データを生成して供給するまでの処理速度に相当する
。当該描画ブロック（ｉ，ｊ）における描画データの内容が複雑であったり、あるいは複
雑な演算処理が必要であった場合には、上記処理速度は低下するので傾きΔＹ／ΔＴｉｊ
は小さくなる。各描画ブロックにおける描画データの内容がデータごとに異なり、あるい
は一連の演算処理に要した時間が異なれば、データ発生プロファイルは折れ線状になる。
【００３６】
　本発明では、データ発生プロファイルは、描画ヘッドの相対移動の方向に直交する方向
に複数並んだ描画ヘッドにそれぞれ対応する相対移動の方向のストリップ（すなわち描画
ブロック群）毎に生成する。したがって、「空走」は、描画対象基板上の全てのストリッ
プについての実行が必要である。図２のステップＳ２０４では、描画対象基板上の全ての
ストリップについてデータ発生プロファイルを作成したが否かが判定される。
【００３７】
　なお、同じストリップに対する「空走」でも、計算機の負荷状況によっては若干の誤差
が発生し、得られるデータ発生プロファイルは異なるものとなる。「空走」は、描画対象
基板上の全てのストリップについて最低１回の実行が必要であるが、上記誤差を考慮する
と、複数回（例えばＲ回、ただしＲは自然数）実行するのが好ましい。Ｎ本のストリップ
についてそれぞれＲ回の空走を実行すると、Ｎ×Ｒ本のデータ発生プロファイルが得られ
ることになる。
【００３８】
　また、設計データに基づいて当該描画データを生成してから描画エンジンに供給するま
での一連の演算処理の中に、アライメント・補正処理に用いる補正計算式を複数用意した
場合（例えばＣ種類、ただしＣは自然数）は、Ｎ本のストリップについてそれぞれＲ回の
空走をＣ種類の補正計算式で予め実行しておけば、Ｎ×Ｒ×Ｃ本のデータ発生プロファイ
ルが得られることになる。このように複数の使用状態を想定しておき、予め対応するデー
タ発生プロファイルを作成しておけば、ユーザの使い勝手も向上する。なお、図３では、
簡単化のため２本のデータ発生プロファイルのみを示している。
【００３９】
　図２のステップＳ２０５では、描画ヘッドの描画対象面に対する相対移動速度Ｖｅｘを
用いて、描画対象面に対する描画ヘッドの座標の時間変化を表した描画速度直線を上記グ
ラフ上に作成する。上述の通り、相対移動速度Ｖｅｘはすなわち描画ヘッドの描画速度で
ある。図４は、本発明の実施例における描画速度直線を説明する図である。描画ヘッドの
描画対象面に対する相対移動速度Ｖｅｘは本実施例では一定速度であり、描画ヘッドの１
描画処理に要する時間をΔＴｅｘとすれば、傾きΔＹ／ΔＴｅｘを有する描画速度直線と
して上記グラフ上に表される。なお、上述のステップＳ２０１～Ｓ２０４までの処理とス
テップＳ２０５の処理との間で、実行する順番を逆にしてもよい。
【００４０】
　図２のステップＳ２０６では、データ発生プロファイルと描画速度直線とが比較される
。ステップＳ２０１～Ｓ２０５を経て各データ発生プロファイルと描画速度直線が得られ
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ると、図４に例示するようなグラフが得られる。図４において、ストリップ＃ｐについて
のデータ発生プロファイルは、描画速度直線より常に上方にあるので、設計データに基づ
いて生成され、描画ヘッドに供給されるまでに描画データがメモリに常に備蓄されること
がわかる。したがって、ストリップ＃ｐについては、描画ヘッドに供給される描画データ
が欠損することがなく、正常に描画処理をすることができる。一方、ストリップ＃ｉに対
応するデータ発生プロファイルは、一部の区間で描画速度直線よりも下方にあるので、こ
の区間で描画データに欠損が生じ、正常な描画処理ができない。
【００４１】
　ステップＳ２０７では、どの描画ヘッドの座標位置においても、データ発生プロファイ
ル上の各点が描画速度直線上の各点よりも時間的に先行することになるような描画速度直
線の起点を計算し、この起点を描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定
する。図５は、本発明の実施例における描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時の
確定を説明する図である。描画速度直線よりも下方になるデータ発生プロファイルが発生
しないよう、描画速度直線を時間軸方向の正の方向に平行移動させる。これにより、デー
タ発生プロファイル上の各点が描画速度直線上の各点よりも時間的に先行することになる
。このときの描画速度直線（最適な描画速度直線）が時間軸と交差する点を計算し、この
起点を描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時として確定する。図５に示す例から
は、描画データの生成開始から時間ΔＴｐｐ（以下、「遅延時間」と称する。）だけ遅延
させて描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始を開始すれば、描画ヘッドへ供給され
るべき描画データが欠損することがないということがわかる。遅延時間ΔＴｐｐは、設計
データに基づいて生成され、描画ヘッドに供給される前にメモリに備蓄される描画データ
のデータ量が必要最小限となるような値とするのが理想であるが、計算誤差などを考慮し
て若干の余裕時間を加味して決定するのが好ましい。このように、本発明では、メモリに
少なくとも描画データが蓄積されるよう、描画ヘッドの相対移動および描画処理を、描画
データの生産開始よりも遅延して開始させる。この開始指示に関するデータは、「描画開
始指示データ」として保存される。描画開始指示データは、遅延時間ΔＴｐｐに関するデ
ータ、遅延時間ΔＴｐｐに対応するデータ発生プロファイルの変化の最小値ΔＹｐｐ（図
５参照）、もしくはそれらの両方からなる。
【００４２】
　この描画開始指示データと描画データとを少なくとも含む統合データを生成し、この統
合データを描画装置の入力データとすれば、描画装置は、統合データを用いて所望の描画
処理を実行することになる。
【００４３】
　続いて、全てのデータ発生プロファイルが描画速度直線よりも上方に位置することにな
るような最適な描画速度直線の算出について簡単に説明する。図６は、本発明の実施例に
おける最適な描画速度直線の算出方法の一例を示すフローチャートであり、図７は、図６
に示すフローチャートを具体的なデータ発生プロファイルおよび描画速度直線を用いて説
明する図である。
【００４４】
　まず、図６のステップＳ３０１において描画速度直線とグラフの第１の軸とのなす角を
計算し、ステップＳ３０２においてデータ発生プロファイルをこの回転角で第１の軸の方
向に回転移動する。図７に示す例では、図７（ａ）に示すように描画速度直線と座標軸（
描画ヘッドの相対移動方向を示す座標軸）との成す角はθであるので、図７（ｂ）に示す
ようにデータ発生プロファイルをθを回転角として座標軸の方向に回転移動させる。
【００４５】
　ステップＳ３０３では、回転移動をしたデータ発生プロファイルの第１の軸とは異なる
第２の軸（時間軸）方向の座標が最大となる最大座標値を計算する。図７（ｂ）に示すよ
うに、データ発生プロファイルの時間軸の最大座標値はｈとして得られる。
【００４６】
　ステップＳ３０４では、ステップＳ３０３で得られた最大座標値が正であるか否かを判
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定する。図７（ｂ）の例では、最大座標値ｈは正である。
【００４７】
　ステップＳ３０５では、ステップＳ３０４で正あると判定されたとき、描画速度直線を
、少なくとも当該最大座標値の大きさだけ第２の軸の正の方向に平行移動する。図７に示
す例では、図７（ｃ）に示すようにｈ＋αだけ平行移動する。
【００４８】
　ステップＳ３０６では、平行移動をした描画速度直線と第２の軸との交点を計算し、こ
の交点の第２の軸上の座標を描画ヘッドの相対移動および描画ヘッドの描画処理の開始時
として確定する。図７（ｃ）に示すように、平行移動した描画速度直線と時間軸との交点
が得られるので、この交点を、描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時を示す遅延
時間ΔＴｐｐとして確定する。
【００４９】
　なお、上述の方法以外にも、例えば、描画速度直線を少しずつ平行移動させていき、該
描画速度直線とデータ発生プロファイルとの位置関係全てについて計算し、全てのデータ
発生プロファイルが描画速度直線よりも上方になるような最適な描画速度直線を見つけ出
すやり方を用いてもよい。
【００５０】
　図８は本発明の実施例の変形例を説明する図である。
【００５１】
　この図に示すように、ストリップ＃ｐのデータ発生プロファイルは、描画速度直線より
も十分に上方にある。これはストリップ＃ｐへの描画処理を実行する描画エンジンの処理
が十分に速いことを意味している。換言すれば、露光データの生成量が、描画ヘッドへの
露光データの供給量よりも十分に多く、露光データを「過剰に生産」していることを意味
する。この場合、露光データをいったん記憶するメモリをいたずらに消費することになる
ので好ましくない。したがって、このような場合は露光エンジン側とハンドシェークを行
い、露光データの生産を一次休止する。図８に示す例では、ストリップ＃ｐについて、メ
モリの描画データの蓄積量が所定値より大きくなった場合、現在生産した描画データの供
給完了後、さらなる描画データの生成については一時休止する。この結果、図８に示すよ
うに、露光データの生産の一時休止中は、折れ線が水平になったデータ発生プロファイル
＃ｐ’となる。この水平の区間が、描画速度直線と交差する前に、上記さらなる描画デー
タの生成を開始する。このようにすれば、データ発生プロファイル＃ｐ’は、描画速度直
線と交差しない程度に常に上方に位置することになるので、メモリに蓄積される描画デー
タの量を少なくすることができる。露光データの生産の一時休止中は、描画エンジンのコ
ンピュータは何も処理を実行せずに待機状態にあることになるので、この間をその他の演
算処理にその計算能力を用いることが可能となり、すなわち計算機資源を有効に活用する
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　描画対象面上を相対移動する描画ヘッドが一度に描画可能な描画対象面上の描画ブロッ
クへの直接描画処理に必要な描画データが、設計データに基づいて順次生成されてメモリ
に一旦記憶された後、描画エンジンに順次供給される描画装置、およびこの描画装置の描
画データ生成装置に適用することができる。本発明は、描画装置がマスクレス露光装置で
あってもインクジェットパターニング装置であってもどちらでも適用可能である。
【００５３】
　直接描画によるパターニング方法によれば、高精度な配線の設計、検査および形成を容
易かつ高速に行うことができ、また、位置合わせのためのマージンが少なく済むので配線
の実装密度が上がる。したがって、将来の超微細配線にも十分に対応可能である。また、
設計データを適宜加工して補正情報を蓄積していき、動的（ダイナミック）に補正および
ルーティングを実行でき、設計変更にも柔軟に対応できるという利点がある。
【００５４】
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　このような場合に、本発明を適用すれば、メモリ資源や計算機資源を有効活用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の原理ブロック図である。
【図２】本発明の実施例による描画装置の動作フローを示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施例におけるデータ発生プロファイルの一例を説明する図である。
【図４】本発明の実施例における描画速度直線を説明する図である。
【図５】本発明の実施例における描画ヘッドの相対移動および描画処理の開始時の確定を
説明する図である。
【図６】本発明の実施例における最適な描画速度直線の算出方法の一例を示すフローチャ
ートである。
【図７】図６に示すフローチャートを具体的なデータ発生プロファイルおよび描画速度直
線を用いて説明する図である。
【図８】本発明の実施例の変形例を説明する図である。
【図９】直接描画システムを概略的に示す図である。
【図１０】直接描画装置の動作原理を示す図である。
【図１１】直接描画装置のデータ処理フローを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５６】
１…描画装置
１０…演算手段
１１…計測手段
１２…第１の作成手段
１３…第２の作成手段
１４…確定手段
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図１０】 【図１１】
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